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ICP-OES (INDUKTIF ESLESMIS PLAZMA- OPTIiK EMiSYON SPEKTROMETRE)
CIiHAZI TEKNiK SARTNAMESI

ICP OES cihazi; gida, tarim, metalurji numunelerinde, jeolojik 6rneklerde, yaglar, yakitlar,
endiistriyel atik sular, igme sulari, yiizey sular, her tiirlii mineral ve metallerde majér ve mindr
element tayinini %, ppm ve ppb konsantrasyon mertebelerinde analiz yapabilmelidir.

Cihaz tamamen bilgisayar kontrollii, az yer kaplayan yiiksek hassasiyet ve gelismis tespit
limitlerine sahip bir ICP-Optik Emisyon Spektrometre sistemi olmali ve asagidaki aksam ve

Ozellikleri icermelidir.
1- OPTIK SISTEM:

1.1 Cihaz indiiktif eslesmis plazma teknigine sahip optik emisyon spektrometresi olmali ve
¢oklu element analizlerinde kullanilmalidir. Cihazin optik sistemi yiiksek ¢oziintirlikli
Echelle tipte ve tamamen bilgisayar kontrollii olmalidir.

1.2 Cihazn spektral dalga boyu araligi 160-900 nm araliginda olmalidir.

1.3 Cihazin spektral ¢oziiniirliigii 200 nm’ de 0.002 nm olmalidir.

1.4 Tamamen kapali bir sistem igerisinde bulunan optik sistem Argon gaz ile purge edilerek,
ortamdaki hava, toz, partikiillerden ve nemden tamamen izole edilmis olmalidir. Sistemde
plazma yanmadig1 durumlarda argon gazi tiikketimi olmamalidir.

1.5 Optik sistemi korumak, plasma ug bolgesindeki molekiiler absorpsiyonu engellemek igin
“counter gaz” teknolojisi ile argon gazi kullanilmalidir. Bunun i¢in ekstra argon gazi
tiketilmemeli, optikte purge gazi olarak kullamlan argon gazi yeniden sisteme dahil
edilerek tasarruf saglanmahdir. Sistemde kullanilan toplam argon gazi sarfiyati gergek
matriste 15 litre/dakika’ y1 gegmemelidir.

1.6 Yiiksek ¢oziiniirliigii saglamak amaciyla, Echelle tip optik sistem igerisinde iki adet
monokromatdr bulunmalidir. On monokromatérde quartz prizma bulunmalidir.

1.7 Sistem tamamen kapali durumdan agik hale geldikten sonra en geg 10 (on) dakika iginde
analize baslanabilmelidir. Optik sistemde herhangi bir 6n 1sitma islemine ve beklemeye
gerek duymadan cihaz galigmaya hazir hale gelmelidir. Boylelikle gereksiz optik 1sinma
siiresine ve optik sistem igin ekstra gaz tiiketimine gerek duymamalidir.

1.8 Cihaz Dual View Plus 6zelligine sahip olmali, bu sayede plazma 4 farkli gekilde
izlenebilmelidir. Sistemde yatay (axial) ve dikey (radial) goriislerde elde edilen sinyal,

gerekli oldugu durumlarda otomatik olarak azaltilabilmelidir ve filitreli (axial) veya filitreli
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(radial) goriisleri saglanabilmelidir. Boylelikle spektrumun satiirasyon oldugu en zorlu
yliksek matrisli numunelerde bile satiirasyonu engellemek ve seyreltme ihtiyacim1 veya
dalga boyu degisimin ortadan kaldirmak miimkiin olmahdir. Yatay ve dikey plazma
goriintiisii ayn1 metot igerisinde hizl bir sekilde degistirilebilmelidir.

1.9 Sistemde 6l¢iim penceresi igerisinde ¢ikan farkli dalga boylarina ait farkli elementleri ayni
anda 6l¢gme 6zelligine sahip olmalidir. Spektral yakinlik (vicinity) 0.6 nm ile 3 nm aralikta
olmalidir.

1.10  Sistemde dalga boyu kalibrasyonu i¢in otomatik neon diizeltme 6zelligi bulunmali ve
dalga boyu dogrulugu 0,4 pm veya daha diisiik olmalidir. Optik siiplirme gazi, sistem
icerisinde yeniden kullanilarak torch plazma iist kismindaki girigsimleri gidermeli, bu sayede

ekstra gaz sarfiyat1 engellenmis olmalidur.

2- DEDEKTOR:

2.1 Sistemde bulunan dedektor, yiiksek kuantum verimliliginde peltier sogutmali en az -10°C
ve CCD Array tipte olmali, dedektdr en az 576 (yatay) x 128 (dikey) pixel degerde, bu
sayede UV bolgedeki hassasiyet yiikseltilmeli ve 1sinma siiresi azaltilmis olmalidir.

2.2 Dedektor diisiik giiriiltii seviyesine ve es zamanli zemin diizeltme 6zelligine sahip olmalidir.
Dedektor farkli modlar kullanarak okuma yapabilmelidir. Bu sayede diisiik limitler i¢in pik
modu, ¢oklu elementlerin es zamanli tanimlanmas: i¢in ise spektrum modu
kullanilabilmedir. Dedektdr analizi yapilacak elementten gelen emisyon sinyalinin
bulundugu spektral bdlgenin tamamini ve referans kaynagindan gelen background sinyalini

ayni anda analiz edebilecek yapidadir.

3- TORCH UNITESI:

3.1 Sistemin torch tinitesi kullanicinin kolayca ulasabilecegi bir konumda bulunmalidir, okuma
esnasinda gecikme siirelerinin etkin bir gekilde azaltilmasi igin plazma ve 6rnek giris sistemi
arasindaki mesafe ¢ok kisa olmalidir.

3.2 Torch tinitesi, dikey konumda yer almali, bu sayede karmasik matrikslerin toleransi
gelistirebilmeli ve ¢ok sayida ornek ile ¢aligmaya imkan saglamalidir.

3.3 Torch iinitesi, ttkanmay1 6nleyecek ve kurum olugmasini engelleyecek yapida olmalidir ve
yiiksek sicakliga ve kimyasallara dayanikli malzemeden tiretilmelidir.

3.4 Torch birbirinden bagimsiz iki kuvartz pargadan olugmalidir. Bu sayede degisim esnasinda
sadece dis parga degistirilerek maliyet azaltilmalidur.

3.5 Tekrarlanabilir torch konumlandirmas: igin hassas otomatik hizalama 6zelligi olmahdir.
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4- ORNEK GIRIS SISTEMI:

4.1 Ornek giris sisteminde nebulizer, spray chamber, numune ve atik tubingleri yer almalidir.

4.2 Sistemde yer alan peristaltik pompa 4 kanalli ve 12 rulmanli olmalidir.

4.3 Sistemde kullanilan tim gazlarin akig ayarlar1 bilgisayar kontrollii, otomatik olarak
ayarlanabilir olmali ve hassas, giivenli bir sekilde gaz ayarlarinin yapilabilmesi i¢in Mass
Flow Controller olmalidir. Gaz akislarinda olabilecek herhangi bir sorunda sistem otomatik
olarak kapanmalidir.

4.4 Plazma gaz (10 ila 20 litre/dk, 0.1 litre/dk artiglarla), yardimer gaz (0.2 ila 2.0 litre/dk, 0.01
litre/dk artiglarla) ve nebulizer gaz1 (0.1 ila 1.5 litre/dk, 0.01 litre/dk artiglarla) i¢in tam
otomatik gaz kontrol sistemi ile ayarlanabilmelidir.

4.5 Sistemde kat1 hal tipinde 40 MHz frekansta serbest salinimli RF jeneratorii bulunmalidir bu
sayede uzun siireli c¢alismalarda plazma stabilitesi ve miilkemmel tekrarlanabilirlik
saglanmalidir. RF jenaratorii 700-1700 W arasinda ayarlanabilir olmalidir. Numune
yiikiinden veya matristen bagimsiz olarak, plazmaya etkin enerji transferi i¢in, RF jenerator;
sogutmal1 4 sargili tipte, indiiksiyon coil igermelidir.

4.6 Ornek giris sistemi kullamm alanina gore HF, organik numune ve ¢oziiciiler, aqua regia,
madeni yag analizi gibi galismalara uygun olarak konfigiire edilebilmelidir. Kullanici
yapacagl analize uygun Ornek giris sistemini tedarik ederek bu analizleri yapabilme

imkanina sahip olmalidir.

5- YAZILIM:

5.1 Sistemde otomatik zemin diizeltme 6zelligi bulunmalidir. Kullanic1 tarafindan her bir
element i¢in zemin diizeltmesi islemlerini yapmaya gerek duymamalidir.

5.2 Yazilimda spektral girisimlerin diizeltilmesi i¢in ¢esitli diizeltme programlari yer almalidir.
Matriks etkisinden kaynaklanan spektral girisimleri engellemek amaciyla spektrumlar
birbirinden gikartilarak diizeltme yapilabilmelidir.

5.3 Ayni dalga boyu penceresi icerisindeki farkli dalga boylar1 ayni anda hesaplamaya katilarak
Olgiilebilmelidir.

5.4 Yazilim iizerinde otomatik kontrol sistemi bulunmalidir. Bu sayede tikanma, gaz akig1 vb.
problemlerde yazilim kullaniciy1 uyarabilmelidir.

5.5 Sistem ile birlikte tamamen kontrollii yazilim verilmeli, program Windows isletim sistemi
altinda ¢aligmalidir.

5.6 Otomatik kontrol sistemindeki Sensorler siirekli olarak agagidaki parametreleri izlemelidir.
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- Sogutma sivisinin sicaklik ve akisi

- Torch bolmesinin kapag (agik/kapalr)

- Egzoz sisteminin emis hiz

-V Shuttle Torchun konumu

- Spektrometredeki temizleme gazinin basinci

- Cam kisimlarin korunmasi i¢in plazma yogunlugu ve kararlilig:
-V Shuttle Torchu korumak i¢in nebulizor tikanikligi

- Acil durumda jenerator giiciinii durdurma

5.7 Yazihm aym anda birden fazla elementin tespitine olanak saglamali, lyilestirilmis veri
isleme, hassasiyet ve verimlilik i¢in karmagik 6rnek matrisleri de igeren Otomatik Baseline
Diizeltme rutini (ABC) aracilifiyla dinamik Baseline uyarlama iglemi yapabilmelidir.

5.8 Nadir toprak elementleri, yiiksek alagimli gelik, petrokimyasallar gibi karmagik matrislerde
saptanabilirligi, kesinligi ve iiretkenligi artiran Spektral Girisimlerin Diizeltilmesi (CSI)
ozelligi olmalidir.

5.9 Yazilm vasitasi ile ¢oklu kalibrasyon modlarindan segilebilmedir (degisken agirhiklh
dogrusal ve dogrusal olmayan degerlendirme, standart toplama, matris eslestirme)

5.10 Sistemde 30 adede kadar kalibrasyon noktasi se¢imi yapilabilmelidir

5.11 Sistemde yeniden Kkalibrasyon faktériiniin goriintiilendigi iki noktali yeniden
kalibrasyon yapilabilmelidir.

5.12  Sistem organik ve inorganik matrikslerde analiz yapabilme kabiliyetine sahip olmalidir.

6- OTO ORNEKLEYICTI:

6.1 Oto &rnekleyici numune tiip hacmine bagl olarak en az 110 (veya 190) numune
kapasitesine sahip olmalidir.

6.2 Oto drnekleyici ile 15 ml ve 50 ml numune tiipleri kullanilabilmelidir.

6.3 Ornek ve standart okumalar1 arasinda otomatik yikama yapmalidir.

7- HIDRUR SISTEMI:

7.1 Cihazla birlikte As, Hg, Sb, Se, Sn, Bi gibi hidriir teskil edebilen elementleri ppb
seviyesinde analiz edebilmek i¢in Hidriir Analiz Sistemi verilmelidir.

7.2 Hidriir iinitesi oto érnekleyici ve numune giris sistemi ile uyumlu olmalidir.

7.3 Unite ile birlikte tiim baglant1 pargalar1 ve yedekleri verilmelidir.




8- AKSESUARLAR:

8.1 Sistem ile birlikte bilgisayardan kontrollii kapali devre su sogutma tinitesi verilmelidir.

8.2 Cihazla birlikte, 1 adet yedek torch ve injektor, 1 adet yedek nebulizer, 1 set (12 adet) 6rnek
giris igin peristaltik pompa tubingi, 1 set (12 adet) atik i¢in peristaltik pompa tubingi, 1 set
(12 adet) internal standart hortumu verilmelidir.

8.3 Cihazla birlikte en az 20 (yirmi) element igeren 1 adet ¢oklu mix kalibrasyon standardi
verilecektir.

8.4 Oto ornekleyici ile birlikte 1000 adet 15 ml lik ve 300 adet 50 ml lik numune tiipii
verilecektir.

8.5 Oto drnekleyici ile birlikte bir adet asit buharina dayanikli malzemeden ¢evre koruma kabini
verilecektir.

8.6 Cihaz ile birlikte gidalarin, biyolojik ve jeolojik materyallerin, su ve atik sularin AAS ve
ICP analizlerinde iz ve ana elementlerin tayinine uygun berrak numunelerin ¢ok kisa siirede
hazirlanmasi islemlerinde kullanilmak iizere 1 adet mikrodalga yakma cihazi verilecektir,
mikrodalga cihazi agagidaki 6zelliklere sahip olacaktir.

8.6.1 Cihaz en az 1000 Watt giiciinde en az 2450 Mhz mikro dalga iiretici bir magnetrona
sahip olmalidir ve darbesiz mikrodalga giicii %40 ile %100 arasinda otomatik olarak
kontrol edilen inverter mikrodalga teknolojisini kullanmalidir.

8.6.2 Mikro dalga giicii, sicaklik, programlanan sicakliga ulagma siiresi, programlanan
sicaklikta kalma siiresi kullanici tarafindan 5 basamakli olarak programlanabilmelidir,
istenilen pargalama basamagi programda aktif hale getirilebilmeli veya iptal
edilebilmelidir.

8.6.3 Cihazin teflon malzeme kapl paslanmaz gelikten en az 32 litrelik yuvasi olmalidir.

8.6.4 Cihazin kapaginda mikrodalganin i¢ kismim gérmeye yarayan penceresi ve LED i¢
aydinlatmasi olmalidir.

8.6.5 Tiim kaplarda numune sicaklifi numuneyle temas etmeyen mid infrared sicaklik dlger
sensor tarafindan olgiilebilmeli ve kontrol edilebilmelidir. Mid infrared sensor ile
numune kabinin i¢ sicakhigi 6lgiilmelidir. Caligma sirasinda sicaklik ekrandan grafiksel
olarak gozlenebilmelidir.

8.6.6 Cihazin aside dayanikli PFA malzemeden bir egzoz sistemi bulunmalidur. Istendiginde
ikinci bir egzoz sistemi takilabilmeli bu sayede sogutma daha da hizli yapilabilmelidir.

8.6.7 Cihaz 10 adet numuneyi ayni anda pargalayabilecek TFM malzemeden mamul doner

bir numune yakma kabi sistemine sahip olmalidir.
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8.6.8 Numune kaplar1 TFM malzemeden mamul en az 60 ml kapasiteli olmali en az 40 bar
(580 psi) basinca ve maksimum 260°C sicakliga dayanikli olmalidir.

8.6.9 Parcalama kaplarinin kapaklar1 herhangi bir alete gerek duyulmaksizin elle kapatilip
acilabilmelidir.

8.6.10 Kaplardaki basincin agir1 artmasi durumunda basincin bosaltilmasim saglayan bir
emniyet diskine sahip olmalidir.

8.6.11 Emniyet diskinin delinmesi durumunda sicak gazlar1 ve asit buharlarini toplayacak bir
toplama kabi ve buradan disar1 verecek bir tahliye sistemi olmalidir.

8.6.12 Cihazn kontrol iinitesi asit korozyonundan etkilenmemesi i¢in cihazdan ayr1 olmali ve
7 inc biiyiikliigiinde 800x400 piksel’lik renkli dokunmatik TFT-LCD ekrana sahip
olmalidur.

8.6.13 Cihazin kontrol iinitesinin hafizas1 2 GB SD kart, 148 SDRAM ve 64 MB flash bellek
olmalidir.

8.6.14 Cihazin kontrol {initesinin ekraninda g¢aligma siiresince programlanmis sicaklik ve
gergek zamanl sicaklik egrileri grafiksel olarak gozlenebilmelidir.

8.6.15 Cihazn kontrol iinitesinde EPA 3051, EPA 3052, EPA 3015 yontemleri dahil 15 adet
farkli yakma programi hafizada yiiklii bulunmali ve bu programlar istenildigi zaman
hafizadan ¢agirilarak kullanilabilmelidir.

8.6.16 Istenilen yakma programi kullamici tarafindan yapilabilmeli veya tizerinde degisiklik
yapilabilmelidir. ~Kullanic1 tarafindan yapilan biitin  programlar  hafizada
saklanabilmelidir ve istenildiginde ¢agirilarak kullanilabilmelidir.

8.6.17 Pargalama sirasindaki tiim numunelerin veri ¢iktilari hafizada saklanabilmelidir

8.6.18 Cihazin RS 232, USB ve ethernet ¢ikisi bulunmalidir.

8.7 Sistemde kullanilan tiim cihazlar 220 V 50 Hz ile ¢alismalidir.

8.8 Cihazla birlikte 1 adet en az 50 litre hacminde dolu argon tiipii ve 1 adet argon gaz
regiilatorii cihazla birlikte teslim edilecektir. Ayrica 2 (iki) dolumluk argon gaz gereksinimi
firma tarafindan karsilayacaktir.

8.9 Ortam sicakligim ayarlayabilmek igin cihazin monte edilecegi laboratuvara uygun
kapasitede 1 (bir) adet klima verilmelidir.

8.10  Tiim cihazlar laboratuvarda kurulup ¢alistirilarak teslim edilecek ve kullanici egitimleri
verilecektir.

8.11 Cihazn teklifini veren firma cihazin yetkili satic1 olduguna dair belgesini vermelidir.
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8.12  Sistemi olusturan tiim cihazlar fabrikasyon ve montaj hatalarina kars: 2 (iki) y1l garantili
olmali ve garanti bitiminden sonra 8 (sekiz) yil iicreti karsilig1 servis ve yedek parga
garantisi verilmelidir.

8.13 ICP OES cihaz ile ilgili yansitict optik bilesenler ve koruyucu kaplamalar 10 (on) yil
stire ile iiretici garantisine sahip olmalidir.

8.14 ICP OES cihaz i¢in gerekli olacak baca ve davlumbaz sistemi kullanilacak yerine uygun
olarak firma tarafindan yapilacaktir.

8.15 Cihazlarin monte edilecedi odadaki masa ve tezgah ile kesintisiz gii¢ kaynagi1 (UPS)
gibi ihtiyaglar alic1 tarafindan tedarik edilerek hazirlanacaktir.

8.16 1 adet 40 ton kapasitede otomatik pres ve baglayicilari cihaz ile birlikte verilmeli ve
caligir vaziyette teslim edilmelidir.

8.17 1 adet halkali ogiitiici sistemi cihaz ile birlikte verilmelidir. Cihazin &giitiiciisii
Tungsten karbiirden imal edilmeli ve 100 cc hacimde numuneye uygun olmalidir.

8.18 Cihazin garantisi 2+10 y1l olmalidir.
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—Ex 4~

DALGABOYU DAGILIMLI X-ISIN FLORESANS SPEKTROMETRESI TEKNIiK

OZELLIKLER

XRF Spektrometre cihazi Dalga Boyu Dagilimli Spektrometre tipinde ve bilgisayar
kontrollii olmali ve X-Isin tiipii, X-Isin Jeneratorii, gonyometre, chiller, elektronik detektor
ve gerekli diger aksesuarlarla birlikte tam halde olmalidir. Cihaz &l¢lim tipi numune
dokiilmelerinde X-Isini tiipiine ve detektore zarar vermeyen, optik sistemin iistte bulundugu
tistten 1s1mali tipte olmalidir.

XRF Spektrometre cihazi sequential analiz yapmali ve lizerinde bulunan gonyometresi

uygun kristaller eklendiginde en az Berilyum (Be) 'den baslayip Uranyum (U)'a kadar olan

tiim elementlerin, analizini yapmakta kullanilabilecektir.

XRF Spektrometre Cihazinda 6lgiim yapilacak numuneler kati, sivi, pres, eritis ve toz

seklinde olabilecektir. Cihazin iizerinde en az 48 numune kapasiteli numune magazini ve

otomatik numune yiikleme tiinitesi olmali ve en az 12 adet standart numune tutucular ve

tepsileri ile birlikte cihaz ile birlikte verilmelidir.

XRF Spektrometre Cihazi en az on (10) adet kapasiteli otomatik kristal degistiriciye sahip

olmalidir ve B-U arasi elementler i¢in en az 7 kristal cihaz ile birlikte verilmelidir. Bu

kristaller; PE002 veya PET, RX26 veya XS-55, Ge veya Gel 11, LiF200, LiF220, RX40,

RX61 veya muadilleri seklinde olmalhdir (Toplam 5 kristal). Firma, teklifinde hangi

kristalleri verdigini belirtecektir. Firmalar bu kristallerin hepsinin takilabildigi uygun

gonyemetreli sistemlerini teklif etmelidirler. Bu kristaller teklif edilmeyen sistemler kabul

edilmeyecektir.

*Bu kristallerin ¢dziiniirliik degerleri en az asagidaki sekilde olmalidir;

-LIF200 Kristali veya muadili (K ile Am aras1 elemental 6l¢iim)

-LiF220 Kristali veya muadili (V ile Am aras1 elemental 6l¢tim)

-Ge Kristali veya muadili (P ile Cl aras1 elemental dl¢lim)

-PE002 veya PET Kristali veya muadili (Al ile Cl aras1 elemental 6l¢iim)

-RX26 veya XS-55 Kristali veya muadili (O ile Mg aras1 elemental 6l¢im)

-RX40 veya muadili (O ve A element Sl¢timleri i¢in)

-RX61 veya muadili (C ve B elementi dl¢timleri i¢in)

XRF Spektrometre Cihazi en az 3 farkl slit eklenebilen otomatik slit degistiricisine sahip

olmal ve cihazla birlikte Bor ile Uranyum arasindaki tiim elementlerin hassas bir sekilde
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olgtimlenebilmesi i¢in standart ve yiiksek c¢oziiniirliikli olmak tiizere iki adet slit
verilmelidir. Ayrica Bor i¢in ilave yiiksek ¢oziiniirliik sliti verilmelidir.

XRF Spektrometre Cihazi sinyal/giirtiltli oranimi yiikseltecek ve tlipten ve diger
nedenlerden kaynaklanan tiim miimkiin emisyonlari elimine edecek uygun birincil filtreler
ve toz dokiilmelerine karsi X 15101 tiiplinti koruyan en az 4 adet filtreleri icermelidir.

XRF Spektrometre Cihazi ile birlikte en az 6 farkli boyutta kolimatér maskesi igeren
otomatik kolimator maske degistirici verilmelidir.

XRF  Spektrometre cihazinda 0l¢tim, gonyometre kullanilarak  yapilmahdir.
Gonyometrenin agisal tekrarlanabilirligi £0,0002° veya daha kiigiik olmalidir.

XRF Spektrometre Cihazinda kullanilan gonyometre, 6-20 hareketleri i¢in birbirinden
bagimsiz motorlar kullanmalidir.

XRF Spektrometre Cihazi ile birlikte iki ayr1 detektor verilmelidir. Hafif elementler igin
akis tipinde (flow) orantisal ve agir elementler i¢in sintilasyon (scintillation) detektorii ve
her detektor i¢in birbirinden bagimsiz ayirici seviyeleri olmalidir. Sistem uygun detektorii

otomatik olarak se¢ebilmelidir.

. XRF Spektrometre Cihazinin yazilimi tizerinden akis tipindeki orantisal dedektoriin teli

temizlenebilmelidir.

. Verilecek olan sistemde Helyum mekanizmasi bulunmahdir.
. XRF Spektrometre Cihazi analiz esnasinda numuneyi dondiirme 6zelligine sahip olmalidir.

. XRF Spektrometre cihazinda pres tablet veya cam tablet ¢aligmalarinda vakum altinda

¢alismay1 saglamak tizere uygun vakum pompasi diizenegi bulunmalidir. Cihaz ile birlikte

2 adet vakum pompasi verilmelidir.

. XRF Spektrometre cihazinin X-Isin1 tiipti End-Window tipinde iiretilmis Rh anoda sahip

olmalidir. Firmalar 4 kW (4000watt) X-Isim tiipiinii cihaz ile birlikte saglamahidir ve bu
tiipler kullanim 6mrii boyunca yiiksek performansli olmalidir.

XRF Spektrometre cihazinin X-1g1n1 jeneratoriinitin giicti en az 4 kW ve en az 150 mA
giiciinde ve dmrii boyunca yiiksek performansli olmalidir. Jeneratoriin yiiksek voltaj aralig
en az 20 - 60 kV veya daha genis olacaktir. Gli¢ kaynagi sebekedeki + %10 dalgalanmalara
karsi korumali olup her %1'lik dalgalanma igin: £0.0001 kararliliga sahip olacaktir.

XRF Spektrometre cihazinin X-Isin Tiipti ultra ince Berilyum pencereli (kalinlig1 en fazla

30 mikron) hafif element eksitasyonu i¢in: Rh anod X-Isin tiipti olmalidir.
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XRF Spektrometre cihazinin X-1s1n1 tiipii i¢inde 6zel flament kullanan ve berilyum pencere
tizerinde flament buharlagmasi sonucu kaplanarak x-151n1 gegisini engellemesini nleyen
ve X-1g1n tlipli dmrii boyunca intensite ve drift kaymasi yasanmayan ve bu sayede yapilan
Ozel ve hassas kalibrasyonlar: tiipteki drift kaymas: probleminden yenileme ihtiyaci
bulunmayan x-1g1n1 tiipii verilen bir sistem olmalidir.

XRF Spektrometre Cihazinda analiz edilecek numunelerin ¢alisilmasinda sistemin
kirlenmesi ve glivenliginin saglanmasi i¢in koruma sistemi olmalidir. Sistemle birlikte toz
numunelerin analiz ortamina verebilecegi zarar1 6nlemek i¢in toz toplama iinitesi cihaz ile
birlikte verilmelidir. Bu toz toplama tinitesi Analiz esnasinda ortama giren tozlarin vakum
haznesini gecisini engelleyen ana tinitenin diginda bir toz toplama {initesi olmalidir ve bu
sayede toz haznesindeki tozlarin vakum ve sistem tamamen kapatilmadan temizlenebilir

olmahdir.

20. XRF Spektrometre cihazi Analiz birimine gegmeden 6nce numuneleri 6n vakuma alarak

olasi catlama ve dokiilmeleri engellemek ve cihazin kullanim dmriinii uzatabilmek adina
taret mekanizmasi olmalidir, bu sayede XRF Cihazi 6mrii uzatilarak olasi arizalarin dniine

gecilmelidir.

. XRF Spektrometre cihazinin X-1s1n1 yiiksek voltaj giic kaynaginin ¢alisacagi minimum ve

maksimum kV ve mA cinsinden degerleri, ayrica bu degerlerin artis araliklar

belirtilmelidir.

. XRF Spektrometre cihazinda numunelerin analize hazirlanma asamasinda ve cihazdaki

analiz sirasinda kullanilan yardimer ekipman ve malzemeler hakkinda detayli bilgi

verilmelidir.

. XRF Spektrometre cihazi ortam sartlar1 (nem, sicaklik, titresim vs) belirtilmelidir.

. XRF Spektrometre cihazinin Yazilimlar1 kalitatif, kantitatif, standartsiz yar1 kantitatif,

multi-element ve standartsiz temel element analizine uygun, matrix diizeltme, drift
diizeltme ve dahili standartlarla kalibrasyon olanag: saglayacak, giiriiltii (background) ve
cizgi ¢akistirmak i¢in diizeltme fonksiyonu olacaktir. Yazilim, spektrumda elde edilen
piklerin hangi elemente ait oldugunu belirleyecek ve pik altinda kalan alanlar
hesaplayabilecektir. Ayrica, her element i¢in en uygun cihaz ¢alistirma konfigtirasyonlarini

segecek veya Onerecektir.
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XRF Spektrometre cihazinin galismasinda 6nemli olan istenilen/gergeklestirilen deger
karsilastirmasi yapabilmeli, sogutma suyu sicakligi, akis hiz1 ve x-151n1 giivenlik devreleri

gibi parametreler siirekli olarak kontrol edilebilir ve kaydedilebilir olmalidir.

260. XRF Spektrometre Cihazinin elektrik aksami yerel sebeke sistemine uyumlu olmall,

jenerator ve X-1sin1 tiipii asir1 yik, yiiksek voltaj, diisiik voltaj seviyeleri ile agir1 1sinma ve

su basincina karsi korumali ve ikazli alarm sistemli olmalidir.

27. Cihaz WD-XRF spektroskopi yontemi ile numunelerin kantitatif ve yar1 kantitatif

analizleri yapmalidir. Flor-Uranyum arasi elementler ic¢in standartsiz analiz imkani
saglandigi kalibrasyon programi verilmelidir. Verilecek olan standartsiz analiz programina
kati, sivi. toz, eritis, kaplama vb. tiim uygulamalar dahil edilmelidir. Bu program Firma
Aplikasyon Uzmani Tarafindan Firma mevcut standartlariyla kurularak veya fabrikada
kalibre edilerek ¢alisir vaziyette teslim edilecektir. Teklifte ilgili kalibrasyon programinin

ad1, igerigi belirtilmelidir.

2.0 DIGER SARTLAR

I
2

Cihazlar, 220 + %10 VAC / 50 Hz sehir sebeke elektrigi ile ¢alisabilmelidir.
Firma. cihazla birlikte kullanma, analitik program hazirlama, bakim, kalibrasyon bilgilerini

iceren dokiimanlari ve yedek parga kataloglarini cihazlarla birlikte vermelidir.

3.0 KURULUM/KULLANICI EGITIMI/TEKNIK BAKIM

L
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Firma. kurulumdan 6nce cihazin kurulum yapilacagi laboratuvar: gezecek ve altyapi
gereksinimlerini bildirecektir.

Firma, Spektrometre ve komponentlerinin yerlesim planini vermelidir.

Cihaz, firmanmin egitimli teknik servis elemanlan tarafindan ilgili laboratuvara monte
edilmeli, ¢alistirma ve saglamlik testleri yapilmali ve bunun igin gerekli tiim malzemeler
ve pargalar (hortumlar, birlestiriciler, adaptorler, bataryalar, sensorler vb.) montaj sirasinda
firma tarafindan iicretsiz saglanmalidir. Cihazin montajindan sonra gerekli kalibrasyon ve
dogrulama testleri yapilarak herhangi bir ariza olmadan cihazi biitiin fonksiyonlar ile
cahisir durumda kullaniciya teslim edilmelidir.

Cihazin kurulumundan sonra, temel kullanici (numune hazirlama, genel kullanici egitimi
ve genel kullanici bakimi) ve ileri kullanici (metot olusturma, kalibrasyon, periyodik cihaz

bakimi ve analiz sonuglarini yorumlama) egitimleri, bahsi geg¢en konularda sikinti

'
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yasanmayacagi tespit edilene dek (5 giin) teknik hizmet verme belgesine sahip personel
tarafindan verilmelidir. Egitim alan tiim personele, egitim aldiklar1 konulara dair kullanici

egitim sertifikasi diizenlenmelidir.

4.0 GARANTI SARTLARI VE YEDEK PARCA TEMINI

1,

o

(US)

N

Cihaz ve cihazla beraber verilen diger tiim ekipmanlar, devreye alim tarihinden itibaren
imalat ve montaj hatalarina kars1 2 yil firma garantisi altinda olacaktir. En az 10 y1l stire ile
licreti karsiligi bakim, onarim, yedek parca ve teknik servis karsilama garantisine sahip
olmalidir.

Firma. garanti siiresi boyunca yapilacak yilda 1 kez periyodik bakimdan (is¢ilik, yedek
parga. sarf malzeme, yol, konaklama ve seyahat masraflari) hicbir ticret almayacaktir.
Firma, ariza durumunda arizaya miidahale edebilecek yetkili servis birimi hakkinda detayh
bilgi vermesi tercih sebebidir. Firma personel (uzman) bilgisi paylagsmasi tercih sebebi
olacaktir.

Firma, yillik bakim ticretlerini teklifleriyle birlikte belirtmelidirler.

Laboratuvarin TURKAK 17025 akreditasyonu ile ilgili hazirhiklari, firmanin destegi ile

yapilmali gerekli dokiimantasyon hazirliklari i¢in destek saglanmalidir.



